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Introducao

Atualmente com o desenvolvimento de métodos
eletroanaliticos e sinteses de novos materiais
organofuncionalizados, é possivel determinar ions
metalicos em solugdes aquosas ou alcodlicas em
concentracdes em nivel de tracos. Assim, o estudo
do desenvolvimento de novos sensores
eletroquimicos tornou-se um papel importante nas
diversas areas de pesquisa. -

Este trabalho descreve a confec¢édo de um eletrodo
de pasta de carbono constituido de um material
funcionalizado com o grupo dietilenotriamina, para
determinacdo de ions Cu®* por Voltametria de
Redissolu¢éo Anddica de Pulso Diferencial (VRAPD).

Resultados e Discussao

Para a sintese do material SiO,/Sidien, a
superficie da silica gel (SiO,) foi funcionalizada com o
organosilil (MeO)3Si(CH,)sNH(CH,),NH(CH,)NH, na
proporcao 1:2 em meio alcodlico, numa reagéo tipo
template.

O eletrodo de pasta de carbono do material
SiO,/Sidien foi preparado pela mistura de grafite de
grau analitico na proporcdo 1:1 (m/m) utilizando uma
gota de 6leo mineral (Nujol) e fixado em um disco de
platina.

A Figura 1 apresenta os voltamogramas de
redissolu¢do anddica de pulso diferencial, onde se
observa trés picos anddicos de oxidagdo em -0,732
(1), -0,155 (Il) e 0,015V (lll). O pico | esta relacionado
ao processo de oxidacdo do Cu® formado durante a
pré-concentracdo. O pico Il e Il pode ser atribuido ao
processo de oxidacdo do cu® para cu™, a diferenca
entre ambos é o0 modo de coordenacdo dos ions
cobre com os grupos aminas. Também na Figura 1
observa-se 0 aumento da concentracdo de ions Cu**
em solucdo, resultando em um aumento de corrente
de gico. Em concentraces superiores a 1,77 x 10™
[Cu®] / mmol L™, ndo ocorre aumento da corrente de
pico dos processos, devido a saturagdo dos sitios de
coordenacdo do material SiO,/Sidien no eletrodo.
Com isso é observado um processo de adsorcao
fisica de fons cobre através da formacdo de um
guarto pico em torno de - 0,1V.
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Figura 1. VRAPD para o eletrodo de SiO,/Sidien em
Solugéo Tampéo Soérensen 0,5 mol L™ de KCI (pH =
5,28) na presenca de diferentes concentragfes de
fons Cu™: v =20 mV s t, = 600s; Eeq = -0,51 V.
Figura Inserida: relacdo linear entre | (mA) x [Cu2+] /
mmol L™
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A insercdo da Figura 1 mostra a relacdo de
concentracdo e corrente de pico. Observa-se duas
equagles da curva analiticas lineares, uma equagdo
de concentracdo de 4,0 x 10° a 7,99 x 10 [Cu®"] /
mmol L%, n = 8, r = 0,992 e outra equacdo de
concentracdo de 9,90 x 10% a 1,77 x 10™ [Cu®] /
mmol L, n = 6, r = 0,995 com limite de deteccéo de
8,3x10° mmol L™

Conclusdes |

O eletrodo de pasta de carbono do material
SiO,/Sidien modificado com dietilenotriamina pode
ser empregado para a determinacédo de Cu®* presente
em meio aquoso no intervalo de 4,0 x 10°% a 1,77 x 10°
' mmol L* empregando-se a Voltametria de
Redissolugédo Anddica de Pulso Diferencial.
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